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昨今の 温暖化に伴い 、 水稲の 玄米品質が低下してい る 。 本研究では 、 ウニ コ ナ ゾー
ル 被覆基肥

一

発肥料「楽
一 21（コ シ用）」を用い た栽培がコ シ ヒカリの 各種生育、根系の 生理活陸、 収量 、 玄米の 外観

品質および 食昧に及ぼす影響につ い て検討した 。 また 、 出穂期から登熟期における遮光処理が外観

品質に及ぼす影響につ い ても検討を加えた、、

（材料および方法）：試験は 2005 年と 2006 年に金沢大
’

γ教育学部角間農揚の水 田にて実施した。品

種 は コ シ ヒカリを用 い た 。 試 験区は 、 ウニ コ ナ ゾー
ル 被覆基 肥

一
発肥料 「楽

一 21（コ シ 用）」

（21−ll−12°／，：基肥 6．3  N110a）区、ウニ コ ナゾー
ルを含まない 被覆肥料区（SSR21）（21−11−10％）、慣

行撫 音区および肩機栽培区とした。各試験区の 樹 緬 積は ユ5〔〕  とした 。 通常の 育苗をした 120g播き

稚苗を 5月13 日に移植し（2005年）（2006年は 5月 12日）、移植密度は 20株／  で 1株 2− 3本植と

した。
’

「貫行栽培区は基肥として BBO56 （N ：P205 ：K2（FIO ：25 ；16％）を 3．2kg−N ／ 10a施用し、穂肥とし

て 日の 本2号を3kg−N ／ 10a施用した。有機栽培区では基肥としてアグレ ッ ト（6−74％）を 32  一N ／ 10a

施用し、穂肥として 日の 本2号を 3kg−N ／ 10a施用した。草丈、茎数、菓色 （SPAD 値）は 10株につ い て

調査した。群落内の LAI は Plant　Cat｝qpy　Analyzer（LI−CORJAI −2000）を用い て 7 月 250 と8刀 2 目に

測定した （2005年）。 根系調査はコ アサンの 琺 （53  φ ×40rnmD）を用い て 出穂期と収灘 の 株

間で実施した 。 調査 は各試験区とも3ケ所で実施した 。 採取したコ アサンプル は地表面から 10cm ごと

に分割し土を洗い 流したの ち 75℃で 24 時問乾操させ 乾物重を測定した 。 根系の 生理活性は出穂期

における土壌からの Rb 吸収量を指標として評価した。 サン プ ル の Rb 含有量は原子吸光法（TJA ソリ

ュ
ー

シ ョ ンズ Solaar　M ）を用い て定量し鳥 収量および収量構成要素を調査し、食味成分分柝計（ケッ

ト科学研究所 ：AN −800）を用い て玄米の 食味評価を行っ た。玄米の 外観品質は穀粒判別機 （ケッ ト科

学研究所 ：RN −300）を用い て評価した 。

　出穂期か ら登熟期にか けて 53％の 遮光処理を行い 、収量お よび 玄米品質に及ぼす影響を検討した 。

2005年の 遮光処理 （遮光率53％）は 8月3日
一・29 日まで 実施し、2006年の 遮光処理 （53％および 25％

遮光）は 8 月 90 ー・9　E4 日まで 行っ た。

（結果および 考察）：草丈は対照区よりウニ コ ナ 区で有意に低く、有機区の 草丈が他の 試験区より有意

に高かっ た。出穂期か ら収穫期にか けて の 根貢変化 （2005 年）を第1表に示した。出穂期か ら収穫期

にかけて の根重減少が大きかっ た試験区は慣行 （対照）区であり、ウニ コ ナ 区で は減少率が最も小さ

か っ た。 ウニ コ ナ 区で は 、 登熟期から収穫期にかけても根系成育が衰えない ことが示された e また、Rb

吸収量は ウニ コ ナ区で高い傾向があり、 根系活性 が高い 傾向が示された。 登熟期の 遮光処理 （53％）
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で収量は減少したが、ウニ コ ナ区の未熟粒、乳臼粒は他の試験区の 中で 最も少なか っ た 。 2006年の

結果も基本的に 2005年と同様であっ た。 ウニ コ ナ 区の 1ヒ葉および第2葉の 垂線からの 傾斜角度は他

の 試験区より小さくなり、葉が立っ た状態を示した （第2表）。出穂期にお ける土LE　10− 20cm 層の根乾

重および総根重はウニ コ ナ 区で 有意に多かっ た（第3表）。 遮）
「

拠 理試験では 、 他の 試験区よりウニ コ

ナ 区の
一
次枝梗および二次枝梗梗の整粒歩合が有意に高くなり、 死粒（（％）、 胴害「」粒（％）は有意に減少

した（第4表）。 53％遮光条件下でもウニ コ ナ 区の整粒歩合は高く、未累粒 （％）も少なか っ た事か ら、登

熟期が寡少日射状態であっ ても、ウニ コ ナ区では玄米の 外観品質の低
．
ドが抑制されるもの と考えられ

た ，

第 1表 出穂期から収穫期にかけての 根重の 推移　　第 2表 止葉の角度（
°

）

　 　 　 　 　 O〜IOem 　10N20cm 　20ny30cm 　 30−・4ecm 　　総根重

試験区 　 　 　 （m ）　 　 （m ）　 　 （m ）　 　 （m ）　 　 （m ）

ウニ コ ナ区 　
一26、3 〔78．0） 6、0 （43、7）　 5．3 （12．0）　 1．5 （1．5）　 14．0 （134、1

i皮覆区 　　　　　
一35．3 〔53．3）　8．3 （29．O）　　0．7 （7．0）　　　0．3 （2．0）　　−26．0 （913：

対照 区 　　　一55．0 （45．0） 5．0 （27．7）　 5．3 （ア．7）　　 1．3 （2．3）　 −43．3 （82．7：
有機　　　　153 （777 ＞ 6Q （260 ）　 30 （9．O）　　3．O （30）　 〜53 （1137 ：

　 　 　 　 　 　 　 調　 日　8月 9 日

試験区　　
一『

正w 　　　　
一

ウこ コ ナ区 　　 　 7．5 ± 0．4
被覆区　 　　　　了．9 ± O．5
対照 区 　　　　　　　　8．7　士 O．8
有機区 　　　　　9．4 ± 0．5
しSD（＝OO5 ）　　　　　 ns

13．3　圭 O．516
．2　± 0．715
，7 ± 0．517
．6　± 1．5

　 ns

出穂期の 乾重を1DOとした場合の 相対値

半 　　區 士　　　
・
　　 （n＝10

異なるアル フ ァ
ペ

ッ ト間に は 5％水準で 有意差あり
n．s，：有意差 なし

第 3表 出穂期における根乾物重の 階層構造

　　　　　　　　　　　　　　に二
、1ナ　　　　　　　更 　mg

試験区　　　　 0〜10cm　　 10〜20cm 　　　20〜30cm　 30〜400m

ウニ コ ナ区　　 59．3 ± 6．4　 40．0 ± 4・5　a 　 10・7 ± 1・8　 7・0 ± 12
被覆区　　　 58．0 ± 1．6　 19．3 ± 5．7ab 　 10．0 ± 3．7　 2．5 ± 0．3

碧麗　　ll：9圭2：1 ｛1：1圭1：；ll：；圭1：1　 ：
LSD 　 ＝ 0、05　　　　　 ns 　　　　　　　 ＊ 　　　　　　　　 ns 　　　　　　ns

重
114．7　± 　10．1　 a

89．0　±　7．O　　　ab

57．3　」二 7、9　　 b

50．7　」： 3．1　　　b
　 　 ＊

平 匣 ± 冫 誤 n ＝ 3
＊ ：5％水準で有意差あり
n．s，：有意差なし

第 4表 外観品質（1次枝梗 ：遮光 53％）

試 験 区　 　　 　 　 （％ ）

ウニ コ ナ 区　 　 80．3 ± 0．5　 a

被覆 区 　　　
163
．9 ± 1．3　b

対 照 区　 　 　 　77．9 ± 0．6　 a

LSD 　＝005　　　　　 ＊

　 　 　 　 　 　 　 　 卩
口
1粒

　 （％ ）　 　 　　 　 　 （％ ）

9．8　± 0．4　　b　　　 4．6　± 0．3
26．8　：ヒ 0．9　　a　　　 3．0　± 0．5
9．0　± 0．5　　b　　　 5．O　± 0．2

　 　 ＊　　　　　　　　　　　n ，S ，

（

口 ．
％）

　
髄
里

（％ 〉 糖
4．7 ± 0．2
5、6 ± 0，9
7．1 ± 0，7
　 n ．S

0．4 ± 0．O
O，6 ± 0．1
0．9 ± 0．2
　 ns 、

O、1 ± 0、0
0．1 ± 0．1
0．1 ± 0．1
　 n．s

平 匣 ± 一 誤 n ＝ 3）
＊ ：5％水 準で 有 意 差あ り

n ．s ，：有 意 差な し

　　　 外観品質（2次枝梗 ：遮光 53％）

試 験 区　　　 　　　（％ ）

ウニ ：コナ区 　 　 60．8 ± 1．2　b

被 覆 区 　 　　 　50．9 ± 1．4　 c

対 照 区 　 　 　　67．6 ± 0．フ　 a

LSD （＝0．05）　　　　 ＊

　 　 　 　 　 　 　 胴。11N
　 （％ ）　　　　 　　 （％ ）

28、7　± 　1、2　　b　　　　1．4　：辷 0．2
40．4　± 　1．O　　a 　　　　2．0　± 0．0
23．3　± 0．8　　b　　　　1．6　± 0．3
　 　 ＊　　　　　　　　　　　　n．s、

m 　 u

（％ ） 　 ％ ）
0．4 ± 0。1
0．7 ± e．1
0．7 ± 0．2
　 n．S．

亠
里

）

麟

働
8．2 ± 0、8
5．7 ± 0．6
6．6 ± 1，0
　 n，s，

0，3 ± 0．0
0．3 ± 0．1
0．2 ± 0．O
　 r1．S．

平 匱 ± Ptfi 　 n＝3）
＊ ：5％水 準で 有意 差 あり

n．s，：有意差なし
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